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Filmes finos de carbono amorfo hidrogenado (a-C:H) apresentam propriedades de interesse para
aplicacdes industriais, como baixo coeficiente de atrito, baixo indice de desgaste e inércia quimica,
principalmente quando utilizados como lubrificante sélido em aplicacdes onde a eficiéncia energética se
torna cada vez mais importante. Entretanto, estes revestimentos nao apresentam boa adesao direta em
ligas ferrosas. Quando um filme fino intermedidrio (intercamada) contendo silicio é utilizado, previamente
a deposicao do filme de carbono, a adesdo é assegurada, mas temperaturas de pelo menos 300°C sdo
necessarias. Tal condicdo eleva a complexidade para aplicacdes industriais e inviabiliza a utilizacdo em
substratos onde altas temperaturas geram mudancas superficiais indesejadas. No entanto, uma nova
abordagem é introduzida para a obtencdo de resultados semelhantes, mas em temperaturas mais baixas:
uma limpeza quimica seletiva da interface mais externa da intercamada (etching) com plasma de
hidrogénio. O efeito, apesar de desenvolvido e reportado pelo grupo em abordagem fenomenoldgica,
apresentava mecanismo e cinética em aberto. Portanto, utilizando amostras com intercamadas contendo
silicio depositadas pela técnica de deposicdo a vapor assistida por plasma (PECVD) sobre substratos de
aco AISI 4140 sob temperatura constante, investigou-se o papel do etching de hidrogénio na modificagéo
da interface (filme de carbono)//(intercamada contendo silicio) variando o tempo deste pré-tratamento
previamente a deposicdao do revestimento de carbono. Microscopia eletrénica de varredura (MEV),
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e espectroscopia de emissdo éptica
por descarga luminescente (GDOES) foram utilizadas para avaliar os filmes obtidos. Os resultados
indicam que o hidrogénio modifica radicalmente a espessura da intercamada e aumenta a relagéo C/Si na
estrutura, com o aumento do tempo de tratamento. Como consequéncia, a limpeza quimica com
hidrogénio permite a formacdo de mais ligacbes C-C na interface mais externa, o que estd
fundamentalmente correlacionado com uma melhor adesao. Por fim, destaca-se que o hidrogénio age na
superficie com um mecanismo sequencial de adsorcao-dessorcdo dependente do tempo de exposicao do
filme ao plasma, além de reagir seletivamente com os elementos que fazem parte da intercamada de
acordo com a estabilidade termodinamica dos compostos volateis formados na etapa de dessorcao.
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